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Procedimiento para la formacidn de un revestimiento compussto que

contiene niquel, de tres capas, protector contra la corrosidn, so-

bre una superficis metdlica bass susceptible da corroerse.
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THE UDYLITE CORPORATION, entidad norteamericana, residents en

1651 Eagt Grand Boulevard, Detraeit, Michigan, EE,UU. de A.

La presents invencidn se relaciona con un
procadiriento melorade para la fopmacldn de un revestinmiento
compuesto de slectredaposicidn sobre un metal base, y mds pan~
ticularments, la invencidn s relaclona con ciertes mejoras en

el métode.s de formacidn de un revestimiento ds elsctrcdaposi-
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cidn compuesto que comprende btres tipos de revestimiento de sloga
trodeposicidn de niguel que son adyacentes o contiguss entre =f,

as{ como con un bafio de slectrodeposicidn dtil sn ests process.

En la patente USA N2 3,090,733, concedida
el 214de mayo de 1963 a Henry Broun, se describe un revestimicn-
to de slectrodaposicidn compuesto, mejorado, sobre un mebal ba-
se, 8l cual ssté hecho de tras’tipos de revestimisnto de elece
trodeposicldn de nlgusl que son adyacentes o contiguos entre
si, describiéndose igualmente el método para preparar este rao-
vestimiento compuesto wejorado, Como se describe en esta pa-
tente, sl revestimionto de slectrodeposicidn compuesto estd
constltuido por tres capas unidas adyacentes de niguel tenien-
do cada una un cierto espssor y teniendo la capa intermedia de
niguel un contenido en azufre superior al de las-capas de ni-
quel qus la emparedan y teniesndo la capa superior de niquel un
contenido en azufre apreciablemente mds elevado que la capa in~
ferior.

Como se describe en es%a patente, en los
bafios de electrodeposicidn puedsn incorporarse varios compues-
tos inorgdnicos y orgdnicos qus contienen azufre, a partir de
tuyos bafios se producen las .czpas intermedia y superior de ni-

quel para proporclonar en sstas capas sl contenido en azufre

deseado. Entre los compuestos de azufre gus pueden ser utilizz-

dos, se encuenfran los diversos tiosulfatos, sulfitds, bisul-
fitos,hiposulfitos, hidrosulfitos, sulfoxilatos, sulfinatos,
tiocianatos, sulfdxidos, 4cidos sulfdnicos, dcidos mercapio aro-
méticos, tioureas, isotioureas, tiohidantoinas, sulfonamidas,
sulfonimidas, haluros de sulfunilo, sulfonas, y simllaree,
Aunque por el proceso de esta patente, se

obtiene una proteccidn a la corrasidn muy mejorada, inclusg cun
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un espesor total de capa de niquel mds peguefic qus éimohtenido
hasta el presente; se.han encontrado algunas dificultades ¢cn
Y2 operacidn de este proceso, Asf, cuando se emplean los adi-
tivos que contlenan azuffe descritos en esta patents, se ha
descublerto que loa bafios da slectrodeposicidn son sensibles
a la agitacidn en aire, y a las temperaturas elevadas, limi-
téndose asi la velocidad en la cual puede.realizarse la operae
cidn de elebtrodapnsicién. Rdicidsnalménte, la seﬁaracién elece

trolftica de contamirniantes metdlicos, tales como cinc, cobra y

plomo, los cuales se forman en el bafio de electrodeposicidn,,es

decir, la eliminacidn de estos metales, no puede afectuarse has-

ta que los aditivos que contienen azufre hayan sido descorpuzs~
tos por oxidacidn, Por consiguiente, esto significa}que descuds
de la separacidn de estos metales, los aditivos due contienan
azufre deberdn reponerse en el bafio de alectéudeposicién antes
de que la operacidn de slectrodeposicidm pueda ser renaudéda.
Naturalmente, esto a la vez de consumir tiempo es también cos
toso, '

Papy lo tanta, constituye un @bjeto de lz
presente invencidn proporcicnar un preceso mejorado para la
formacidn de un revestimiento de electrodeposicidn bompu@sto
que contiene niquel, de tres capas, que puede efsctuarse a va=-
locidades de electrodeposicidn més répidas y a partir»dél cual
las impurezas metdlicas ﬁueden ser separadas electtaliticanen-
te, sin destruir los aditivos que contienen azufre en el bafio,

Un objeto adicional de la presente invens
cidn consiste en proporcionar un baflo de electrodeposicidn mow
Jorgde util en gl presente proceso para la formacidn de un ree
yestimiento compuesto de electrodeposicidn de tres capas,

Estus y otros objetos podrdn hacense evi-
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dentas pafa los expertos.en la técnica a partir de la descrip-
cidn de la invencidn siguiente.

De acuerde con los objetons anteriores, la
presents invencidn ;ncluye una megjora en el proceso de forma-
cidén de un revestimiento compueste que conbiens-niquel scbre una
superficie metdlica base,susceptibles a la corrosidn,por elec-
trodeposiciéﬁ sobre dicha superficie do una capa inferior ade
hefénta de un revestimiento de electrodeposicidn que contiene
niquel con un espesor de §,0038 a 0,038 mm aproximadamens
te y con un contenido en azufre medio inferior a 0,03 % aproxi~
madamante,'elactrodeposicién sobre dicha caps inferior de una
papa intermedia adhsrente de un revestimisnto compuesto de clec-
trodeposicidn que contisne niguel de un espesor ds 1,2 1674
a 0,00508 mm aprnximadamgnte y un contenido en azufre me~
dio de 0,05~0,3 % aproximadamente y electrodeposicidn sobre
dicha capa intermedia que contisne niquel de una capa superior
adhersnte de un revestimiento de electrodeposicidn que contie-
ne nigual gue posee un sspesor de U,OOSDB-a 0,638 mm apro-
ximadamente y un contenido en azufre medio ds 0,02 a 0,18 %
sproximadamente, conteniendo dicha capa superior un porcenta-
je mds pequeiio de azufre que dicha capa intermedia y un porcen-

taje mds elevado de azufre que dicha capa inferior, cuya mejo-

‘ra comprends incluir por lo menos un tiosulfonato de nitrilos

o amidas en sl bafioc ds electrodeposieidn como la fuente de azu-

fre en como minimo la capa‘intermedia que contiene niquc;. g
disnte sl uso de tiosulfonatos de nitrilos o amidas, mejor gue
obtros compuestos quu contiens azufre, tales como los descritos
en la patente USA 3,090,733, se ha encontrado que los bafioe do
electrodeposicidn puedan upéfarsa con agitacidn al aire y tem-

peraturas slevadas, haciendo posible asi unas velocidades de
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elactrodeposicidn mds rdpidas, a la vez que las impurezas me-
taliecas, tal como cinc, cobre y plomo,pueden separarse elsc-
truliticaqente del bafio da electrodeposicidn sin la necesidad
de destruir primaramenté estos compusstos que contienesnzazufre
poy oxidacidn.

Mds especificamentes, en la prdctica de la
prasenta invencidn,los tiosulfonatos de ﬁitrilos o amidas se
incorporan en al menos el bafio de eléctrodeposi;idn usadoc pa-
ra la formacidn de la capa intermedia que contiene niqusl, pa-
ra propaorcionar la fuente de azufre Qn la cepa intermedia, vy,
prefariblemente, ss incluyen en los bafios de eléctrodaposicién
para amhas capas intermsdia y superior que contisnan niquel,
para proporcionar la fuente de azufre en estas capas. Come se
ha indicado anteriormente, ol conbenido en azufre de la czga
infermedia qus contiene niqdel se encuentra &asaablemente den-
tro de 1a pama de 0,05 aVD,S % aproximadamente, mientras %ua 7
en la capa superior qus contiene niquel se encuentra copvenien-
temente dentro de la géma de 0,02 a 0,15 % aproximadamente, Por
consiguiente, los tiosulfonatas de nitrilos e amidas se incor-
poran convenientemente en los bifios de electrodeposicidn usa-
dos para producir estas capas, en cantidades gque osbilan casde
0,01 a 0,4 o/1, prefiridndose las cantidades qua oscilan entve
0,03 y 0,1 g/1 on los bafios de electrodeposicidn usados para
producir la capa intermedia y prefiriéndose las cantidades que
oscilan entre 0,01 y 0,04 g/1 aproximadamente en el bafio de
électrodeposicién a partir del cual se produce la capa suserior.
Evidentemente, la contidad exacta:de estos tiosulfonatos da ni-
triles o amidas incorporados en los bafios de electrodeposicidn
dependeraf dal compuesto o compuestos particulares gue son om-

pleados,de forma que,en elgunos casos, pusden también emnizare




5.

10,

15,

20,

gé ﬁ;ﬁéidades de estos materiales que se gncdéﬁtran por encima
o -por debajo de las gamas preferidas antes indicadas, en tanto
gue lés cantidades. particulares He estoa compusstos que son ubie
1izados'sa§nsuficientes para proporcionér la cantidad deseada ds
azufre eﬁ la capa particular de electrodeposicidn que contisne
niquel.

Loz tiosulfonatos de nitrilos o amidas qus
pusden ser utilizados en el pressnté proceso sstén representa-

.

dos por las siguientes fdrmulas:

() '503- R=§=R,~CN

3 0
(B) 50,-R-5=Ry~C-HH,
(C) SO,;R-S-Rr(CN)2

4

en donde. R es un grupo alquilo gque contiens de 2 a 4 dtoros da’

carbono y R, es un grupo>alquilo que contiens de 2 a 6 dtomos

1
da carbono o un grupo alquilarilo qus contiene la sigulente ex-

tructura:

en la que R2 es un grupe alquile que contiene de 2 a 4 dtomos
de carhono. |

En general, estos compusstos pﬁgdsn prapa-
rarse por reaceidn de unhsulfonato de mercaptoalquile con un
nitrile o una amidas

Ejemplos, de dichos productos que pueden

ser empleados en el presente proceso son los sigulentes:
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Entre todos estos, se han obtanido unos
resultados particularmente buenos al emplear el producto de
reacecidn de sulfonato de mercaptanpropano y dicianobutenc o
acrilonitfila. Por consiguiente, aunqué puede hacerse referane
cia especifica do aquiren adelante. a estos materiales como los
preferidos a utilizarse en sl pressnte ﬁétudo, msto no ha te
considerérsa como una limitacidn sobrs los tiosulfonatos de
nitrilos o amidas que puedsn ser emplsados, sino que debe to-
marse simplemante éomo compuestos sjemplificativos -de estos ma-

teriales,

El revestimiento compussto de niyuel dae tres

capas producido por el método de la presente invencidn pueds ha-

cerse -ocon un niguel Wabtts mate come la capa inferior y un nie
qual mate, seﬁibrillante o brillante como la capa superior, a
candicidn de que la capa superior tenga, comd ya se ha indicado
anteriormente, un contenido en azufre mds elsvedo que la éapa

de fondo.

Aunque se obtiene una proteceidn a la corro-

sidn mejorada cus este revest;mientd que contiene niguel da
tres capas, incluse en ausencia de una slectrodeposicidn final
de cromo, en ~muchos casos es preferible qus la capa éupariar
de niquel esté cubierta con una capéfde electrodeposicidn de
cromo brillante, convencional, o cén una capa de electrodepo-
sicidn de cromo micro-rota o mic;o~porasa, deseablemsnte de un
espasor de 0,000127 a 0,00808 mm aproximadamente. En
ganeral, se ha encontrado deseabla que la capa inferior que
contiene niquel) tenga un espesor superior a la cape mds eslova-
da, siendo la relecidn preferida de 50 : 50 a 80 : 20 aproxi-
madamante para obtener la mejor ductilidacd del revestimiento,

Sin embargo,cuando la ductilidad no es un Tactor principel; la




capa inferior puede ser més delgadé gue la capa supsrior gue
contiene niquel, siendb normales las ralaciones de 40 : 60U apro-
ximadamente, y obtener una proteccidn contra la corrosidn exce-
iente de la superficie metdlica base,

5. Habrd de épraciarse qus en adicidn al azu-
fre, las capas gue contienen niquel gue forman el revestimiento
compuesto de la presante invencidn, pueden contener también pe-
quefios pofcentajes de otros companentss como los que normalmen-
te esténpresentes‘en tales revestimientos, tales como carbeno,

10, selenio, teluro, cinc, cadmio, hierro'y similares. Adicionai-
mente, estas capas que contienen niguel pusden contener tsmbién
cantidades apraciables‘da cabalto, por sjemplo, pueden estar pre~
sentes cantidades tan elevadas como 50 % por lo menos de cobal-..
to en las capas de elentrodpposicién que contienen niquel.Con

15, frecuencia, sin embarge, se ha encontrade la conveniencia de
que la capa de slectrodeposicidn inferior que contiene niguel .
sea tan pura en niqdel como sea posibls.

‘ Por lo tanto, la capa ae slectrodeposicidn
inferior gque contiene niquei Puaden producirse a partir de un

20,  bafio de slectrodsposicidn de hiqual de tipo Watts, un fluorbo-
raéo, un cloruro superior, un bafio de slectrodeposicidn de ni-
quel con sulfamata o un bafo de slectrodeposicidn de niqusl se~

"mi-brillate, sustancialmente libre de azufre, Los bafics de eleg
trodeposicidn a partir de los cuales se deposita la capa de

25. electrodeposicidn intarmedia gque contiene niquel puede ser del
mismo tipo utilizado para la dsposicidn de la capa de eleciro-
dsposicidn inferior que contiene niquel o puede ser un bafic de
-electrodeposicidn de niquel §lcalinn o un bafio de alactrodepn~r
gicién de niquel del tipo que contiene sodic, amonio, litio o

30, magnesio. Los bafios de partir de los cuales se produce ssta cam
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pa da electrodaposicidg intarmed;a que contiene nigqusl, desds
luego, contendrédn uno o méds de los tiosulfonatos de nitrilos o
anmidas, eﬁ las cantidades que ya han sido indicadas antsriormene
t;, para proporcionar la cantidad de azufre qus se desea en es-
ta capa intermedia. Siﬁilarmente, los bafinssde electrodeposicidn
a patrtif de los.cuales se deposita la capa superior de niquel
puedenser igualés a los usados para la electrodeposicidn de la
caps intermedia excepto, naturalmante, que las concentraciones

dal compuesto de azufre, ?ales comg los tiogulfonatos de nitri-

-los o amidas, serdn inferiores a las utilizadas en elbafic para

electrodepositar la capa intsrmedia. En adicidnj;cuando so dessa
proporcionar una capa de electrodeposicidn decorativa, la capa
superior que contiene niguel se produce convenientemente a par-

tir de un bafio de electrodeposicidn de niquel brillante que uti-

'1iza uno o mds de los compuestos orgdnicos sulfo-oxi indicades

en la tabla 2 de la patente USA 2.512.280 y la tabla 2 de -la

patente usA 2,800,440, cuycs compusstos son también uwtiliza-
dos preferiblemente con compuestos insaturédos 0 aminas para
dar una huena nivelacidn y b?illéntez.

Estos bafios de electrodeposicidn puaden cone
tener también otros componentes, tales como agentes-humectanies
para evitar picaduras, tampones, tales como dcido bérico, dcide
férmico, dcido citrico, A4cido acético,,écidd fluobdrico y sini-
lares, Estos bafios:de slectrodeposicidn pueden operarse normal-
mente a temperaturas dentro de la gama desde la temperatura am-
biente,es .decir 20°C aproximadamentes, hasta por lo menos E52C
aproximadamente y a valores pH pafa bafios acidicos en la gama
de 1 a8 6 aproximadamente. Igualmante, habrd de apreciarse qus
1os .bafios de electrodeposicidn ds la presente invencidn serén

operadns en la forma descrita gn la patente USA 3.090.733 parz

e e+ o e e
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producir el revestimiento compuesto que contieng niquel de trea
capas. Sin embargo, se ha encontrado que mediante el empleo de
compuestos particulares que contisnen azufre, los cuales han si--E
do descritos antericrmente, en vez de los compuestos mostradcs é
en la citada patente concedida, son posibles unas velocidades de
slectrodeposicldn mds rdpidas, a través del use de agitacidn con
aire y tempersturas elevadas, y las impurezas metilicas, tales
como cinc, cobre y plomo pueden separarse electroliticamente a
partir de los bafios de elsctrodepmsicidn‘éin destruir primcra.
mente los compuestos orggﬁicos de azufre, Asi, se ha visto qus
el proceso de la presnte invencidn puede operarse en la forma
indicada en la patente USA 3,090,733, parz proporcionar una ca-
pa de elecirodeposicidn de niguel de tres capas sobre acero, alue
minid, cinc, magnesio, bronce y metales base similares que son
susceptibles de corroerse, bero representa una mejora sobre sl
proceso antes indicado consistents sn el uso de clertos compusg-
tos especificos y particulares que contienen azufre que se ha
descubierto son (nicos cuando se comparanAccn los compussto nnr-i
malinente descritos en dicha patents.

Con el fin de que los expertos en la téce-

nica puedan comprender aln mejor la presente.invencidn y la fop-

ma en la cual se lleva a la practica, se proporcionan los sie

se diga lo contnaiiu, las partes y porcentajes se indican en

peso y las temperaturas en grados centigrados.

EJEMPLO 1

Se electrodepositarcn paneles de acero con

n sisteme de niquel de tres capas, en la forma siguients:

c




'15 mu (0,01524 mm ) de niguel semi~brillante libre
de azﬁfre que tiene un contenido en azufre de
0,003 %, .
1,5 mu (0,001524 mm) de niguel de elevado contenido
5, ' Bn azdfre que pesee un contenido en azufre de
0,143 % dotado con una concentracidn de 0,05
o/1 de sulfonato de diciancbutano-mercaptopro-
pano én una solucidn'de niquel ‘agitada con airas
~operada a 62,88C,
10. 10 mu (0,01016 mm ) de niquel brillante que poses un

contenido en azufre de 0,05 %

Este depdsito fué electrodepositade con cro-
mo con 0,25 m/u(05000254 mm) de cromo y a continuacidn se expuso
al snsayo acelerado de Corrodkete, Oespués de 16 horas se desa-

18, rrclldun gunto de rotura mientras gue paneles similares sin la
capa intermedia de elevado contenido en azufre mostraron mds de

]

25 sitios o lupgares de rotura. -

EJEWPLO 2

o e e e g e W
s—nmmaImnIss

Se prepard un depdsito similar al descrito
20, en el ejemplo 1 excepto que la concetracidn del sulfupato de
dicianobutane-mercaptopropane se elevé a 0,1 o/l. E1 contenido
en azufre del depdsito intermedio se incrementd a 0,22 #. E1l de-
pdeito de niquel-cromo de tres capas Fué de nuevo sustancizlmens
te superior a un depdsito de espesor similar en el cual sc omi-

25, tid la deloada capa intermedia do elevado contenido en azufre;
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Se electrodepositaron paneles cen sl siste~
ma de niquél de tres-capas, en la forma siguiente:

10 m u (0,01016 mm) de niguel semi-brillante libre de

_ azufre con un contenido en azufre de 0,003 %.

1,75 mpu (0,00L778m) de niguel de alto contenidn en
azufre con un contenido en azufre de 0,16 % do-
tado con una concentracidn de 0,09 o/l de sul-
fonato de nitrilopropano-mercaptopropano en una
solucidn de niguel agitada con aire que tiene
una-temperatura en solucidn de 62,02C

10 mu (0,01016 mm) de niquel brillante con up conte

" nido en azufre de 0,05 %,

‘Este depdsito se slectrodepositd con cromo )
con 0,25 m/u (0,00025 nm) de cromo y a continﬁa&ién ;é expuss al
ensayo CASS. Después de 20 horas, no se desarrolld ningln punto
de penatracién al metal base mientras gue paneles similares sin

la capa intermedia de alto conterido en azufre tenian mds de 14

puntaos de rotura.

EJEMPLD 4

2 o ey o n s
TIEzZoRasEs

Se prepararon paneles con los depdsitos de niquel de
treaAcapas y cromo de forma analeoga a la descrita en el ejemplo
1, excepto que 2l depdsito de alto contenido en azufre se elec-
trodepositd a partir de (1) una solucidn de niquel de tipo Batts
no agitada con aire a 56,133 usanda 0,2 g/1 de bencenosulfi-~

nato (patente USA 3.090,733) y (2) une solucidn de niquel de ti-
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po Yatts agitada con aire a 62,82C, usanda 0,045 g/1 de sulfo-
nato ds dicianobubano-ﬁercaptoprupano. '

) Tras. exposicidn durante 32 horas al ensayo
acelerado de Corrﬁdkota,'lus paneles electrodepositados cca la
capa de elsvado contenido en azufre utilizando bencenosulfinato
desarrallaron 100 puntos de rotura, wmientras que los paneizs
electrodepusita&os con la capa de alto contsnido en azufre uti-

lizando el sulfonato de dicianobutanp<mercaptopropano deszrros

llaron unos 25 puntos de.patura aproximadaments.

EJENPLD 5 : T
=smmmsn=Es
Ensayos.comparativos sobre la estabilidad
e los agentes de adicidn empleadoé en los sjemplos 4 (1) y 3,
en solucionas de niquel calientes,‘mostrarqnllﬁ"siguiente:
1) Despdés de mantenerse durante 16 horas en und so=
.1ucién de niguel a un pH de 1,5 y una temperaturz de
57,28C , so oxidd un 47 % del bencenosulfinate pre-
sente, mientras que
2) Despuds de mantenarse 24 horas bajo condiciones ei-
milares no se presentd ninguna pérdida del sulfcpato

de nitrilopropano-mercaptopropano,

A pesar de qus se han descrito uafias Ver=
siones de la inveneidn, las composiciones y procedimients es-
pecificos indicados en la presente no han dg sar considersdos
como limitatlvos del aleance de esta invencidn, sine gque simple-i

ments como ilustratives de la misma,




Descrita suficientemente la naturaleza del

invento asf como la manzra de realizarlo en lé prdctica, debe
hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadss
S. son suscsptibles de modifipaciones de detalle en cuantg ne alig~
ren sy principlo fundamental. También se hace constar que el in-
vento corresponde a una solicitud de patente presenta en WNortea-
mérica Ser. N2 B862.942 de 1 de octubre de 1969, acogiéndose por
lo tanto a los beneficios que canpceden los Convenios Internacio-
10, nales en vigor, siendo lo que constituye la esencia del referide
invento y por lo gue se solicits Patente dw Invencidn por 20 afoe
en Espafa, sobre: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIGN DE UN REYESTI~
MIENTO COMPUESTO QUE CONTIENE NIQUEL, DE TRES CAPAS, PRGTELTDR
CONTRA LA CORROSION, SOBRE. UNA SUPERFICIE RETALICA 8SASE SUSTER.
15, TIBLE DE CORROERSE, caracterizéndose por lo siguients:
1,-Procedimiento para la formacidn de un Te-~
vestimiento compuesto qgue contiene niquel, de tree capas, pree
tector contra la corrosidn, sobre una superficie metdlica base
suceptible de corrcerse, mediante electrodepusicidn sobrs dicha
20, suparficie de una capa inferior adherente gue contisne niquel
de un espesor de 0,003810 mm a 0,03310 mm y un contenido en
azufre medio.inferior al 0,03 § aproximadamente; electrodaposi«
cidn sobre dicha capa infsrior de una capa intermsdiz adherents
gue contiens niguel de un espssor de 0,300127. a 0,00588 an
aproximadamente y un contenido en azufre medio de 0,05 a 0,3 %
aproximadamente; y elactrndspasiéién sobre dicha capa interme-
dia de una vapa superior .adherente que contiene niguel de un
ocpesor de "0,00808 20,0381 mm vy un contenido en azufre medio

de 0,02 a 0,15 % aproximadamente, conteniendo dicha capa supe-~




rior un porcentaje mds pequefio de azufrs que dicha capé‘intér-

media ¥ un porcentaje mds elevade da azufre que dicha capa in~
farior, caractarizado porqus comprende incorporar en el bafio de
electrodeposicidn, a partir del cuel se produce por lo menos la

5, ©epa intermedia gue contiene niquel, caomo minimo un compussto
que contiene azufre seleccionado del grupo consistente en tio-
sulfonatos de nit%ilos y amidas, como la fuente para el azufre
" contenido en dicha capa.

2.~ Procedimientn segin la rsivindicaciéﬁ 1,

10; caracterizado porque los tiosulfonatos de nitrilos y amidas tie-
nen las formulass ;

(a) -SO3~R~5-RI-CN~

- 4
(8) 303~R-S°RI-68NHZ

{c) -503-R-S-R}~(Cﬁ)2

.

15, en lasqua R es un grupo alquile que contiene de 2 a 4 dtomos de

carhone y R, es un grupo alquilo que contiens ds 2 a 6 dtomos

1
de carbono o un grupc alquilarilo que contiesne la siguiente ss-

tructura; - : ‘

v

O nRz

20. en la que R2 8S un geupo aqui;nrquefzbntiena de 2 a & étombé de
f77 carbono, cuyos compuestos pueden pxapara:se,gen&ralmente, por
reaceidn de un sulfonato de mercaptoaslguilo con un nitrile o
una amida.

3.~ Progedimiento segln la reivindicacidn 2,

25, caracterizado perque sl cempussto qua contiene azufre estd pre-

[PIPU SO
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5.

10,

‘15,

20,

25,

gsente en el bafio de electrodeposicidn en una cantidad qus osci-
la desde 0,01 a 0,4 o/l aproximadamente.

4.~ Procedimiento segln la reivindicacidn 3,
caracterizado porque el compuesto que contiens azufre estd pre-
sents en el bafio de slectrodeposicidn, a partir del cual sa pro-
ducg la capa intermedia gue contiene niquel, en upa cantidad
que oscila desde 0,03 a 0,1 g/1,

L Procedimientorsegdn la peivindicacidn 3,
caracterizado porque sl compuesto gue conbiene azufre ésté pre-
sante en el bafio de electrodeposicidn, a partir del cuasl se pro-
duce la capa superior que zcontiene niquel, sn una cantidad que
oscila desde 0,01 a 0,04 g/1.

Bon Procedimie;to sequn la reivindicacidn 3,
caracterizado porque el compuesto gue cohtienewazufre es el pro-
ducto de reaccidn de sulfon;to de marcaptopropano y dicianobu-
teno.

7.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 3,
caracterizado porgque el compuesto que contlene azufre_és gl pro-

ducto de reaccidn de sulfonato de mercaptopropanma y acrilonitri-~

l°‘,

-y . hee  mmas e amu- -

s s e e e < s e ¥

B~ Procedimisnto para la formacidn de u- re-

vestimiento compuesto gque contiene niduel, de tres capasy; protece

tor contra la corrosidn, sobre una superficie metdlica base sua-

ceptible de corroersg, tal y como queda sustancialments descrito

en la presente femoria.

Esta Memoria consta de 17 hojas escritas a

méquina por una sola-.card.
fladrid, 2 I

THE UDYLITE CORPORATION

1, GOM
p. p» Elem

£BO Y MODET
GARCIA BRAVO
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